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１．概要（Summary） 

FPD（液晶 TFT パネル）の微細化技術は継続的

に進化しており、Line & Space(L/S)が3年間で30%

のペースで縮小し続けている。こうしたパターニン

グの微細化に対応するため、露光機メーカーより、

新たに解像度 1.5 μmの露光機が発売されたが、こ

れらの露光光源には、従来と異なる i線単波長が採

用されている。 

従来品のペリクルを用いたフォトマスクを使用

し i線単波長による露光を行った場合、CD(Critical 

Dimension) Uniformityが大きく、微細パターニン

グに支障がでることから、これらの新露光機に対応

する i線露光専用のペリクルが必要となる[1]。そこで、

i 線露光専用ペリクルを新たに開発するため、当社

は、京都大学ナノテクノロジーハブ拠点施設の設備を

利用して当該開発品の露光評価試験を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

露光装置ステッパ、厚膜フォトレジスト用スピンコ

ーティング装置、レジスト現像装置、超高分解能電

界放出型走査電子顕微鏡、分光エリプソメーター 

【実験方法】 

厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置を

用いてレジストをシリコンウェハー上にコート。膜厚

は分光エリプソメーターにて測定し、約 950 nmに設

定。マスクに従来ペリクルと i線用ペリクル（開発品）

をそれぞれ貼り付け、露光装置ステッパで 2.0 μmの

L/S のパターンを描画。リファレンスとしてペリクル無しの

状態で同パターンを露光。露光後、それぞれレジスト現

像装置を用いて現像後、超高分解能電界放出型走査電

子顕微鏡を用いて、CD Uniformityを測定。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ペリクル無しの場合、従来ペリクルと i線用ペリク

ルを用いた場合、それぞれにおいて 2.0 μmの L/Sの

CD Uniformityを比較（Fig. 1）。従来品ではペリクル無

しに比べ CD Uniformity は 200 nm悪化したが、i線

用ペリクルを用いた場合のCD Uniformityはペリクル無

しの場合と同等に小さく、パターニングに殆ど影響しない

ことを確認した。 
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Fig. 1  Comparison of the CD Uniformity. 


